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Fundamentos de la invencidn

. La presente invenddn se refiere al chapado no
electrolitico de superficies de resina polimera, mis en
particular a la mejora de la resistencia de unidn entre un
5 revestimiento metdlico depositado no electroliticamente y
el substrato de resina polimera, al tiempo que se mantiene
un excelente aspecto de la superficie.

Recientemente se ha desarrollado una demanda con

siderable de chapados metdlicos sobre articulos no conduc~

10 tores, partiocularmente articulos fabricados a partir de
polineros orgéﬁicos. In el producto acabado se combinan laé
caracteristlcas deseadas del polimero y del metal, ofrecien
do asi las ventajas tdcnicas y estdticas de cada uno. Aun-
que la mayoria de las resinas polimeras son eléctricamente
15 no conductoras, se puede establecer una unidn metdlica con:
12 superficie mediante una operacidn de chapado inicial

conccida como "chapado no electrolitico". Este se efectia i
tipicamente abohdibionando la superficie para chapar , me—i
diante ataque quimico con un deido oxidante fuerte, sembran
20. "= do la superficie por conbacto con una sal de metal noble,

por ejemplo una solucidn de cloruro de paladio, y sumer-

e, iziendo luego la superficie sembrada en una solucibn no eleg
trolitica, autocatalitica, en la que se establece por depo%
sicidn guimica un recubrimiento inicial de un medal condqg%
25 =<+ %or, por ejemplo cobre y niquel. El recubrimiento meldlico;

«es-- e forme, actis como barra de distribucidn, y permite acu-—

t.... Hular electroliticamente un recubrimientoe mds grueso de me

5al.

Para alpgmas superficies de resina polimera, por L

30 °- ejemplo las resinas de acrilonitrilo-butadicno-estireno
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(denominadas en 10 sucesivo resinas ABS), el deido oxidanf
te fuerte acondiciona al substrato por atague quimico, pg?
‘ra el recubrimiento de metal depositado. Para otras reg 1—;
nes, tales como polipropileno, se cree generalmente que f
5 se esbablecen puntos de anclaje por microgrietas, usualmeﬁ
te en combinecidn con oxidacidn superficial nara produciy
srupos hidréfilos. ;

La mayoriae de los deldos oxidentes ugados como :

acondicionadores son formulaciones basadas en mezclas de

10 ‘4eido crémico y deido sulfdrico o deido fosférico. Lotas
 formulaciones de feido oxidante son fuertes, y atacan ge- .
%neralmente a la superficle de manera desigual, teniendo :
gasi un efecto perjudicial sobre el aspecto del articulo

final. En algunos casos menogcaban la integridad de la su

~ 15 perficie de resina, de manefa auc a menudo ge presentan. f
llog dentro de lﬂnﬂma de la rec 1na, COmMo ©8 pone en evm&en
cia por la poca adhesibn y gran separacidén de pldstico con
el chapado metdlico durcnte el ensayo usual de pelado a 9d9.

i
. . . s . !
Pombién tlenen uwna vida limitada, ya que tiene lugar una |
H

i

20" -, |reduccién del deido crémico en presencia de iones sulfeto

L »
H

N fosfuto.

También se ha propuesto como acondicionador el !
c." l
) »+ - ideido crdmico puro. En las proximidades de la solubilidad{

inoxmal del decido crémico en agua, las registencivs de unlon

<

25-<+ ia resinas polimeras tales como resinas ABS han sido cusﬁan
sooo« teinluente mayores que las disponibles a partir de solucio=

nes oxidentes cue contienen una mezcla de dcidos. Sin en—

barso, es un atacante dspero, ¥y el aspecto de la superfi-

cie del artfculo polimero acondicionado es indeseable con |

30 I l|demasiada frecucncia. Bl asuvecto mejora a medida que se
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reducen logs lones cromuto. 3in embargo, las adhesilones dig
minuyeron vy rdpidamente, ¥y la solucidn de deido crdmico
perdid pronto su eficacis cowo agente de acondicionamicnitol

Regunen de la invencidn

_[proporcionan resigtencias de uvnidn entre regina y metal al

menos iguales a las disponibles con solucioncs de deido

lelectrolitico permenezca en el atacente durante periodos

Se ha hallado ahora gue se pueden formular solu-
ciones acuosas de deido crdmico, con contenido desusadamen
te alto de cromo hexavalente, croncretamente de aproxima-
damente 1,1 a aproximadamente 1,3 kg, como tridxido de cro
mo, por litro de solucién, para ser usadas en el acondicig)
namiento de un substrato de resine polimera para chapcdo no
electrolitico cusndo estd presente en la solucidén una cen-
tided suficlente de cromo trivalenie. Para una concentra-
cidn desesda de tridxido de cromo, la cantidad minima de
cromo trivalente requerido puede ser expresada gproximada-
mente por la expresidns

Yev 0,012 x &+ 0,878

donde y es larconcentracidn de tridxido de cromo, en kg
por litro de‘sdluéién, y x es la concentracidén de cromo
trivalente, en gramos por litro de solucién. Las solucioneb
asi formadas tienen una concentracidn neta de dcido erdmi

co superior a la solubilided normal en ague. Las solucione

4

crénico saturadas normalmente, pero son atacantes iucho més
suaves y wniformes. lMuy sorprendentemente, se puede dejar

que el substrato de resina a acondicionar nara chapado no
extensos de tiempo, sin efecto perjudicial sobre el aspec—

to. Ademds, los articulos pueden ser atacados varias veces)

ya que el ataque no destruird ls integridad del subsitraio
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L:ua,?ontenldo depusadamente alto de cromo hexavalente, propor- !

25 .

“

«1{tico por contacto con una solucidén de dcido crdmico de

»
.
.
-
.
3
*
.
*
.

Dado que s0lo se usa un dc¢ido, concretamente dcoi

—

'do, concretamente deido crdmico, la solucidn es fdeil de
; H

mentener, y el deido crémico que se retira de la solucién !

H

‘sobre la superficie de los articulos resinosos polimeros

acondicionados puede ser recuperado y usado en la formula—i

cién de soluciones para cromado electrolitico. Esto evita |

también que haya desechos, ya que el acondicionador gasta—g
do, que es retirado de vez em cuando, puede ser también ;
i

%oondicionadS”fédilmente para ser usado como solucidn para|
krom&do electrolitico; ¢n vez de ser tirado, como es neee—i
éario con los acondiclonadores dcildos mixtos. z
bibujos

] _ La fizg. 1 es una relacibn aproximada entrec la 3
concentracibn deseada de tridxzido de cromo y la conoentra~§
cidn minima requerida de cromo trivalente. :

Lo figz. 2 es una ilustrdeidén de un sistema en el

i
.

que la solucidn acondicionadora de dcido crdmico es usada !
! :
tanto como acondiecionador para las superficlies de resina
polimera y como bafio de chapado electrolitico.

Descripeidn
Segin la presente invencidn, los substratos de

resina polimera son acondicionados para chapado no electro-

. L . !
¢lonado por la presencia de cromo trivalente. ;

! Lag soluciones de écldo crdmico usadas para acon—

n'c.uyt i
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dicionar la superficie de un subsitrato de resina polimera,
ara chapado no electrolitico segin la prdetica de la in-
vencidn, son soluclones que contlenen cromo trivalente y

cromo hexavalente en concentraclén de aproximadamente 1,1

| 384248
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a aproximadamente 1,3, preferiblemente de aproximadsnente
1,2 ‘a aproximadamente 1,25 kg, calculado como +ridxido de
cromo, por litro de solucidn. El contenldo neto de deido
crdémlco que estd por encima de la solubilidaed normal del
5 ' 4eido orduico en agua, a temperaturas ambiente y elevada,
puede ser obtenido por la presencia de cromo brivalente.
Les soluciones pueden ser caracterizadas ademds por la
presencia dominente de cromo hexavalente en forme de cro-—
nato, en contraposicidn al dicromato.

10 Lo cantidad de cromo trivalente presente no es
estréchamente critica, aunque pars consezuir la golubili-
dad deseada del dridxido de cromo se ha de proporcionar

una cantidad winima de cromo trivalente.

. Con referencis ahora a la fig. 1, dentro del

. . . 2 L}
15 intervalo de concentraciones de tridxide de cromo deseadag,

el minimo de cromo trivalente requerido a 252C puede ser
expresado aproximadamente, dentro del error experimential,

por la expresidn:
!

vy 0,012 x + 0,878 (1)
20 donde y es el tridxido de cromo desezdo, en kg por litro

... 1 de solucidn, ¥y x es la concentrzcidn minima aproximada

f’j», de cromo trivalente. Iin eibargo, preferiblemente, la cons

T | centracibn de cromo trivalente cs mayor que el miniuo, ya

qgue el cromo trivalente parcece gctuar sindrgicamente con i
25 . el cromo hexavalente, dentro del intervalo antes prescri%é,
proporcionando un atacante desusadanmente suave, pero fie
CaZe '
Les soluciones acuosas de &cido crduico ussdas :

cegn la prdetica de la invencidn pueden ser preparcias

30 --- linicialmente de forma conveniente formulendo una solucidn
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‘acuosa, saturads normelmente, de deido crdmicoj

do una porcidén de los

'féoilmente ge incluyen, entre atros,

‘la solubilidad del crono hexavalente. Sin embargo, de Lfor-

-
*
»
N
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reducien-%
iones. Cromo hexévalente; para formaf
iones cromo trivalente; y affadiendo luego tridxido de- oro-
mo adicionel, preferiblemente en forme de deido erdmico,
i para propox rcionar una golucidn con el contenido deseado

de cromo hexavalents. La reduccién se puede efectuar por ‘

1adicidn de un agente reductor que no aporte a la soluc16n

iones de metal noble ni aniones adversos tales como 1ones;

Intre los agentes reductores que se pueden usar
deidos carboxilicos,
alooholes, aldehidos, ce tonas; de bajo peso molecular y
mezclas de ellos, que se oxidan formando moléculas *encillﬁs
iqgue no esgtorban, tales como CO, 002 vy H20. Se prefiere lo&

dcidos carboxilicos tales como deido oxélico, deido :E‘cSrm:L—i

co, dcido acético, deido hidroxiacético, dcido maleico y
. f
similares.

También se puede proporcionar cromo trivalente

por adicidn de dadores de cromo trivalente solubles en agu a,
tal como acetato crdmico. De nuevo, cuando se usa un dadoa
de cromo trivalente es importante evitar la introduccidn ;
de lones de metal noble ¢ ilones sulfato, ya que reducen
f
§
ma igualmente conveniente, el cromo trivalente puede ser f
formado econdicionando una superficie de resina polimera

con una solucidn normal de dcido crdmico, para formar asi

cromo trivalente que permite aumentar hasta el nivel deseca
do la concentraclidn de Zcide crdémico..

' Ademds de aumentar la solubilidad del deido cré-
mico para formar une solucidn con concentracién de deido

crémico desusadamente alta, la presencia de los iones de
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cromo trivalente parece tener un efecto sinérgico sobre
el comportamicnito de oxidacidn del dcido crdmico. Como se
ha indicado antes, uvna solucidn de dcido crdmico saturada
normalmente jendré m efecto perjudicial sobre el aspecto
del articulo acondicionado, debido a que éu aceibn es de—~
magiado Zspera. Las soluciones de concentraciones de dci-
do crdmico mayores que las normasles, proporcionadas pox

la presencia de lones como trivalente, se comportan como

atacante desusada e inesperadamente uniforme para substra-
tos de resina poiimera, yé que las piezas.resinosas polimé-
ras acondicionadas tienen excelente aspecto superficial
cuando son comparadas con atacantes de la téenica anteriox
¥ con una golucidn de deido crdmico sgturada nornalmente.
Ademds, las soluciones de dcido crdmico de la invencidn

no tienen efecto adverso sobre la superficie del substra-
to resinogo polimero, y wna pieza puede ser atacada veriag
veces, 0 @bandonada en la solucidn de acondicionamiento

durente cualquicr/periodo de tlempo que se desee, sin gue
ello afecte a su agpecto. Ademis, estos beneficlos son ga-
nados sin sacrificio de la adhesidn entre pldstico ¥y metaf,

ya que lag adhegiones de que se dispone usando las solu-

ciones Qe la invencidn, con mucho geido crdmico, son al mnd-
?

. . “ i
nog igueles a, y normalmente mayores que, las resistenciag
f

3

de unidn disponibles hasta ahora. '

Adends, las soluciones de dcido crdmico de la
invencidn muestren fuerte tolerancia a la presencia de
otros ioncs netdlicos, tales como hlerro y cobrs. Log Uni-
cug excepclones son log iones de metales nobleo.

Dado que g0lo se uga un deido, las solucionas

oxidontes de deido crémico de la invencidén son sencillas

~ 384248
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: superficie de la resina, quimicamente. Con obras

N
O e "% . . "
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de congervar. Adem’s, la solucién no se destruye, como enE
el caso de los atacentes decidos mixvos. ;
Entre las superficies de recina polimera que s
puelen tratar sezin lo nrdctica de la invencidn se inclu-i
ven, entre otras, las resinas ABS, polimeros de etileno,
polincrogs de propileno, copolimeros de estireno, polisul—é
fonas, ¥y similares. _ T
Con algunes, como las resinas ABS, el atacante |
de dcido crdmico de la invencidn ataca uniformemente la |
y bales .
cono polipropileno, el dcido oxidente sirve para formar
crietas microscedpicas en la superficie. En algunos de los
substratos de resinas polimeras, el acondicionador de dei

’

i

!

;‘

do ecrémico es usado en combinacidén con una golucidn orga—f
nica adecuada para ataque previo. é
La temperatura a que se puede usar el asente oxi-

dante de deido cwdmico de la invencidn no es estrechaien—
te ecritica, v puede estor comprendida, segin la resina
polimera que se¢ csbé acondicionando, cntre la temperatur@
ambicnte y el punto de ebullicidn de la solucidn dcida,o
la teumperatura de defornccidn del substrato de resina, e

gin cual sea menor.

Sin embar;o, norielmente, el acondicionadpr s¢
ciples a una bemperatura meyor que aproximadenente 4320,
preferivlemente de aproximadanente 432C a2 aproximadoments
©3ecC,
86a¢:

v mds preferiblemente de aproximadamente 602C g

El tieupo de residencia no es estrechamente criti-

v puede cstar comprendido entre una breve inmersgidn

A

co,

v hasta aproximadamente 60 min o mds, preferiblemente en-—

3
tre sproximadamente 5 y aproximadamente 20 min, segin la§

s~ 384248
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naturaleze de le resina polimera que se esté acondicionan

do para el chapado no electrolitico.

Cuando la superficie resinosa polimera ha sido |
preacondicionada con un atacante orgdnico, nreferiblemen~
tr se debe limpiar su superficie para evitar contaminacidi
del atacante de dcido crdmico. Esto se puede efectuar,en
el caso de algunos preécondicionadores, por breve coniac~

$0 con un lavado dcido o bdsico de 1 a 5.

Debido a qus la solucidn oxidante, de 4cido crdT
mico, de la invencidén es muy viscosa, una.porcién del acon-
dicionador seri retirada continuamente con los articulos

Ge pldstico acondicionados, y el acondicionador perdido

ha de ser repuesto periddicamente por adicidn de acondicig-

nador de aporfe, deido crduico o tridxido de cromo, para
Tormar el contenido deseado de tridxido de cromo.

Dado que ya hay cromo trivalente presente, el
acondicionador aceptard el dcido crémico o tridxido de :
cromo solubilizedos afiadidos para proporcionar la concen-
tracidén deseada de tridxido de cromo. Cuando la solucidn
de aporte es diluida, la concentracidn hasta el contenido
Geseado puede efectuarse convenienbemente por cvaporacidn
del exceso de agua.

La cantidad de acondicionador retirads diaria-
mente en una operaci6n tipica, por lo que es conocido
como “"arrastre®, es aproximadamente de 1l a 5% de la solu~
cién atacante de deido crduico. Debido a que asta solucidn
estd exenta de otrog lones adversos, tales como iones s i
fato, puede ser acondicionada convenienteuente para su
uso, y ser usada, como solucidn para cromado clectroliti-

co-
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En la fig. 2 se ilustra un sistema combinado de

i

i
¢
|
1

fuﬁaque por deido crdmlco y recuperacidn del deido cordmico.

‘Con referencia a la figura, los articulos de plédstico a

Iacondicionar para ciapado no electrolitico son tratados pr;-

) i
5 mero en el depdsito 10 de acondicionamiento con deido crd-

{
mico, durante el pericdo de tiempo deseado. Las piezas son!

H

!

gretiradas luego y llevadas a un depésito 12 de permanencial,
i

‘donde se deje que algo de la solucién de deido erduico ro—

§

tirada escurra de la guperficie de los articulos de »lde—
16 tico. Sin embargo, esta etapa es opecional, ya que se verd
t

‘que se puede consegsuir convenlentemente el mismo resultado

en el depbesito 14 de acloredo por pulverizacidn. ;
Es extremadamente ilwportante, para el chapado nog
electrolitico de cualquier substrato de pldstico, eliminarg
15 de la superficie del articulo acondlicionado toda traza de
acondicionador y residuos. Los residuos y el acondicionador

i
regidual interfieren con las etapas subsiguientes de cha-

pado no electrolitico con cobre y niquel, y se ha hallado
que tienen efecto perjudicial sobre el aspecto, y que a
20  lveces causan que.el chapado se separe del substrato de re-
-~ igina polimera. Para ayudar materialmente a eliminar acon~
. |dicionador resgidusl y cualquier residuo, los aréiculos

-« - iacondicionados son llevados a un depésito 14 de pulveriza-

...... cidn, donde se aplica una pulverizacién de agua a alta pre
25 . sidn, como primera etapa para limpiar .. a fondo la super-
ficie del articulo. Trsos ello pusde haber wno o uds acla~
‘‘‘‘ rados con a ua, preferiblenente agua desionizada, en 103
"7 depbsitos 16 y 18 de aclarado, y luego una limpieza final
--« tcon un limpiador alcalino suave, exento de silicatos, en

3C. - lel depbsito 20 de limpieza. El limpiador es mantenido ge-

- - i

b T
H
'

i
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neralmente a una temperzture de aproximadsamente 382C a

aproximadamnentie 5490, v ol tlempo de permanencis del ar-
#lculo es usualmente de aprociuedanente 3 a 5 min,

Treg la limpieze aleulina £inal, el articulo
puede sef 1lévaao ghora & cualquiera de las operaciones

Ge chapado no electrolitico, usualmentec empleando cobre o

niquel.. Convenientemente, ol articulo de ABRS acondiciona-

L3

do puede scr sumergido en una solucidn de cloruro ostanno~

so-deido clorhidrico, para sensibilizar la superficie de

pléstico por absorcidn de iones estannosoé. Esto es segui-
do generalmente por inmersidn en una solucibn de una wsal
de metal noble, por ejemplo cloruro de paladio, para ac-
tivar el articulo de ABS por reaccidn que tienc como re-—
gultado la reduccidn de los iones de metal novle, a metal?
La pelicula de met2l noble sobre el articulo actis lucgzo

como catalizador en el bafio de metal, no electrolitico,al

que se lleva el articulo activado.

Se puede usar una variedad de formulacilones no ;

clectroliticas de ébbre'y " niguel. Por ejemplo, log formu;
laciones no electroliticas de cobre consigien esencialmeni
te en una sal- cdprica soluble, tal como sal de cobre de %
Rochellejun hidrdxido aleczlino, parae ajuste del ?H; un rai
dical carbonato como tampdng ¥y un agente reductor del idn
cluprico, tal como formeldehido. El mecanisio por el que :
los objetos que tienen superficies catelizadas, por ejem-

plo un articulo que tenga metal paladio catalitico sovbre

su superficie, como se ha discutido antes, son chapados
antocataliticamente en tales soluciones, ha sido explica=-
do en la bibliografis, por djemplo en la patente mimero
2.874.072, expedida el 17 Ge Zebrero de 1859,

e S e e A 8 M 0 (a6 - WP
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Después del chapado no electrolitico, el articu:
lo puede ser chapado electroliticamente por medios usua~,

“les, con cobre, niquel, oro, plata, cromo y similares, pa'
; :
ra proporcionar el acabudo deseado gobre el articulo. En

1
tales operaciones, la resistencia final de adhesidén depen-
de, en parie, de la resistencia de unidén de metal a metal{

Se ha observado que el envejecimiento del articulo de ABSE

chapado no electroliticamente, durante periodos tan 1argo£
|

- !
como 24 horas o mds, tiene efecto beneficioso sobre la ro-
!

sigstencla de unidn de metal a pldstico. Sin embargo, se ha

fobgervado que esto estd contrarrestado en parte por una

t H
%tendencia de la superficie a oxidarse, y de las sales ab- |
sorbidas a emigrar a la superficie del articulo y sccarse.!

i
i
i
i '
i
)

Estos fenbmenos tienen efecto perjudicial sobre el aspeotd
! i

§y la resistencia de unidn de metal a metal. Se ha hallado§
que la inmersidén del articulo chapado no eleotroliticamen—g
te en una solucién B0oU0EE gue contenga un agente tensoacti?
vo aniénico o no idnico, en cantidad de aproximadeamente 0,%
a aproximedemente 2,0% en volumen, proporciona una pelicu~
la delgoda de revestimlento protector sobre la superficie :

1
H

del articulo, durante el envejecimiento. Se puede usar
cualquier agente tensoactivo soluble en agua, anidnico o
no idnico, tal como, por ejemplo, condensados de 6xido de
etileno que contienen al menos aproximadamente 8 grupos de
6xido de etileno; 6xidos de etileno modificados con fosfa-

t0, sulfato y sulfonato; sulfatos de alcohilarilo; dime'bi—i

loctanodiol; sales sdédicas oxietiladas; condensados de amir
na y poliglicol; etoxilatos de alcohol lineal modificados;!

etoxisulfatos de alcohilfenol; heptadecilsulfatos sddicos;

y similares, asi como mezclas de ellos. En general, el con

384248
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tacto con la solucidn acuosa de tensoactivo es seguido pb
una inmersidén de aproximadamente 4 a 5 min enagua del gri-
fo, y un aclarado con agua desionizada. Al proporcionar la
pelicula delgada se evita la corrosidn y el secado de las
sales absorbidas. Tras envejecer duranbte el periodo de

tiempo dessado, usualmente desde 15 min o mds, usando aire
caliente forzado, hasta 4 horas o mds a temperaturas am-

biente, el revestimiento protector es eliminado por con-

=

‘tacto con un limpisdor alcalino y un breve aclarado en dci
do sulfirico. Cuando se¢ ha eliminado el revestimiento, el
artfculo chaepado no electroliticamente es chapado después
electroliticamente.

Volviendo ghora & la fig.2, el acondicionador
de dcido crdémico que se recoge en el depdsito 12 de escu~
rrido, cuando lo hay, y/o el forzado desde la superficie
del articulo, en el depbsito 14 de aclarado por pulverizat
cidén, son combinados en el depdsito 22 de recogida, donde
se afiade agua, pqeferiblemente aguz deslonizada, e ideal-;
nente el rebose del depdbaito 16 de aclarado. Ta adicidn
de agva provocu generalmente la precipitacidn de cualqguiey
materia sdélida extrzida de la superficie del articulo de
plédstico. La materia sblida sedimenta en el fondo del de-
pdsito, pare su expulsién periddica como desecho, y el
deido erduico diluido es llevedo luego por un rebosadero
24 o un sigtema tipico de aportc para cromado cleetroli~

tLlco.

Se ha observado en _enural ¢ue la solucidn de ;

A

ceondicloneniento en el depdsito 10 de acondicionzuicuto !
se hard mds viscosa con el ugo., A alzmnos intervalogs de

ticupo, segin la complejidad del substrato resinoso que
w ’ [ p -

- 384248
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!
se esté acondicionsndo, todo o una parte del acondicionador
]

v de 4cido crdmico debe ser repuesto por acondicionador nue—i

H

vo de dcido crdumico. EL acondicionador gastado puede ser |

i

’trwbudo fdcilmente, de la manera antes descrita, con o 51n

5 gecantacién previa del acondicionador gastado para separar;

f . . ;
cualquier lodo presente, y ser usado como solucién de cro-.
gado electrolitico. Bsto evita que haya desechos y COntdm1—

heeidn de la naturaleza, y maxiniza la economia de la ope-:

racidn,

10 Por tanto, la solucidn de acondicionamiento de

“cido orémico de la invencidn desempefia una misién doble,

sirviendo primsro como acondicionador de la superficie de |

@rticulos resinosos polimeros, y despuds como solucién ideal
Para cromado. $in embargo, si hublese habido iones sulfato!

o
15 u 0%ros presentes, eslta funcionalidad doble no habric gido!

os¢ole, va que la presencia de eillos habria impedido su i

«©

50 en el chapado electrolitico. ;
Pambidn se pueden emplear otros sistemas para el

s0 del acondicionador de dcido crdmico. Por ejemplo, el

«©

scondicionador diluido procedente del dépdsito 12 de cscu~

«
¥
¥
J

rido y del depndsito 14 de pulverizmeidn puede ser enviado |

R "F’w::f"‘"” ETag T

un evaporador (que no se wuustra) tras la sedimentucidn

¢ gblidos, para nueva concentracidn y uso como acondicio-

wdor de aporte. Dado que hay cromo trivalente presente,se

]
puede conceubrar hesta la concentracidn deseada de dcido |

A

.

LI
= - <

«v. prémico.
Aungue en forme alguna limitativos, los sgiguien—

cs son ejemplos del uso de acondicionadores con mucho dci-

do erémico, de la prdctica de la invencién. Las resisten- |

N

30 - cias al pelado se¢ determinaron tirando de una tira de 25,4

384248 |
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‘ Jm de anchura, de metal . chapado, a partir del substrato

he regina polimers, segin un 4ngulo de 902, usando un spa-i
rato Dillon de ensayo de pelado. '
BJEMPTO 1

Una placa moldeada de una resina ABS fué lavada y

acondicionade durasnte 15 min, por inmersifn en una solucidn

e deido crémico que contenia aproximadamente 1,22 kg de

triézido de cromo por litro de solucién,.y uds de 26,5 g !

de cromo trivalente por litro de solucidn, formada por re-;
)

duccidn de cromo hexavalente con deido oxdlico. Otra placal

moldeada, del mismo materiel de resina, fué smergide du-

£

rante un periodo de tiempo idéntico en una solucidn de dei
do crdmico que contenia aproximadamente 1,0 kg por litro

de gsolucibn, y esencialmente nada de cromo trivalente. Am-‘
bas placas fueron lavadas por pulverizacidén, aclaradss en i
agua desionizada, y finalmente aclaradas con una solucidn
§alcalina. Awbas fufron chapadas no electroliticamente con
lcobre, i recubiertas por zelvanoplastia con cobre-niquel y
cromo, en bandejas adryacentes de un baillo Ge galvanoplastial
Ta placa acondicionada con el acondicionador de dcido cré-
mico que contenfa 1,22 kg de tridxido de cromo por litro |
de solucién, y mds de 28,5 de cromo trivalente por litro de
isolucién, tenia un recubrimiento especular extremadamente
uniforme, sin faltas superficiales. La muestra de control
acondicionada con una solucibn exente de cromo trivalente,:
que contenia 1,0 kg de tridxido de cromo por litro, tenia
una rugosidad considerable en el 30% de una superficie,

con un aspecto andlozo a una "piel de naranja" exbremada, i

asociado con los acabados de laca.

§ 384248
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“Mpag chapar se obtuvo una resistencia media al pelado de

EJEPIG 2 |
; Un copolimero de propileno, de calidad para.oha%
%pado, fué acondicionado en une solucidn de 4eido oréuico !
que contenia 1,22 kg de tridxido de cromo y mdsd 28,5 z
de cromo trivalente, durante 15 min a 882C. Tras aclarad0§
por pulverizacidn, cmpapamiento y lavado alcalino, la pla%
ca fué chapada no electroliticamente, de manera usual, y :
chapada electroliticamente con cobre. Los valores medios
de adhesién resultaron ser de 3,6 kg/cm para un chapado dé
0,1 mn de esapesore. %
EBJELHPLO 3
Usando el método genefal del ejemplo 2, y una f
Esoluoién de acondicionamiento que contenia como hexavalen{
;te en un equivalente de 1,22 kg de tridxido de cromo por '

?litro de solucién, y mds de 28,5 de cromo trivalente por

I1itro de solucién, mantenida a 829C, se acondicionaron va

rias placas de homopolimero de propileno que fueron prea-

condicionadas con un preatacante orgdnico, a 772C. Tras

chapar con cobre en un depésito de cobre no electrolitico,
se obtuvieron valorves medios de adhesidn de 4 kg/om.
BJEHPLO 4 S
Una placa.de polisulfona preatacada fué aoondic#o-
nada durente 7 min uveendo el acondicionador del ejemplo 24
3,9 kg/cm,
Esta solicitud que "corresponde & la presentada

en Egtados Unidos'de América el 31 de octubre de 1.969,N2
872.880, se acoge a log heneficios del arte 51 del vigente

Estatuto sobre Propiedad Industrial. .

- 9842448
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REIVINDICACIONES

; o, Los puntos de invencidén propia y nueva que se .
gpreséntan'para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
gte de Invencidén en Espafla, por VEINTE afios son los si- |
‘guientes:

; l.- Un procedlmlento pare acondicionar la super1
iflcle de una resina polimera para el chapado no electroll .
1tico por puesta en contacto de la resina polimera con al i
‘menos une solucién 4eida fuerte caracterizado por la mejo
%ra que comprende utilizar como agente de acondicionamien- :
éto decido una solucién de deido crdmico que contiene cromo ?
%hexavalente en una cantidad de desde aproximadamente 1,1
%a aproximadamente 1,3 kg bor litro de solucién en forma

%de tridxido de cromo y suficiente cantidad de cromo trivg?
flente pare solubilizar dicho tridéxido de cromo. !
§ 2.~ Un' procedimiento segén la reivindicacién l,é
%caracterizado porque el cromo trivalente estd presente en %
;una cantidad al menos suficiente para satisfacer la ecua—é
%cidn aproximads, B ;
: y ~ 0,012 x + 0,878

2en que y es la concentracidén de tridxido de oromo en kg
por litro de solucién y x es la concentracidn de cromo trl
valente en gramos por Llitro de solueidn. :
! 3.~ Un procedimiento segin la reivindicacidn l,:
-ceracterizado porque la concentracidn de tridxido de cromo’
ise encuentra entre aproximedamente 1,2 y aproximedamente :

1,25 kg por litro de solucién. ;

58424¢ %
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4.~ Un procedimiento seglin la reivindicacién 1,
caracterizado porque la solucibn de dcido crdémico es man-
tenida a una temperatura de al menosg 43 grados centigrados.

5.- Un procedimiento segin la reivindicacién 1,ca
racterizado porque la solucidn de deido crdmico es mante—
nida a una temperatura desde aproximadamente 43 hasta apro
ximedamente 939C.

6.~ Un procedimiento segin la reivindicacién 1,
caracterizado porque la solucidén de dcido crémico es mante
nida a una temperatura desde aproximadamente 60 a §720.

7.- Un procedimiento segin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque la solucidn de dcido crémico elimina
da con el articulo de resina polimera desde la solucidn
dcida de acondicionamiento es diluids para le utilizacidn
en el chapado electrolitico.

8.~ Un procedimiento segun la reivindicacidn 1,
caracterizado porque la solucidén de dcido crdémico es reem
plazada en clertos intervalos de tiempo con solucidn de
deido crdmico de nueva aportacidn y la solucidn de dcido
crémico retirada es tratada por dilucidn para utilizerse
en chapado electrolitico.

9.~ UN PROCEDIMIENTO PARA ACCONDICIOHAR LA SUPER
PICIE DE UNA RESINA PCOLINMERA PARA EL CHAPADC NO ELECYROLL
TICO.,

Tal y como se ha descrito en la llemoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompaiian ¥y

péra los fines que se han especificado.
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Bsta Menmoria consta de veinte hojas escritas a
méquina por una sola cara.

Hadrid, 13 MAR 1971

Della
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